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Rastersondenlithographische Methoden für 
die Nanolithographie 
 
Rastersondenlithographische Methoden, wie die Dip-Pen Nanolithographie (DPN) oder Polymer Pen 
Lithographie (PPL) und verwandte Techniken, haben sich in den letzten Jahren zu vielseitigen 
Werkzeugen bei der Funktionalisierung von Oberflächen und Bauteilen auf der Mikro- und Nanoskala 
entwickelt. Die klassischen Methoden der Nanolithographie, wie die Photo- und 
Elektronenstrahllithographie, ermöglichen nanopräzise Strukturierung von anorganischen 
Materialien und haben speziell in der Halbleiterindustrie enorme Verbreitung gefunden. Trotzdem 
weisen diese Methoden einige Probleme speziell bei der Bearbeitung von empfindlichen bioaktiven 
Stoffen auf, da diese oft nicht kompatibel mit den nötigen Prozessbedingungen sind. Hier bieten die 
rastersondenlithographischen Methoden einzigartige Möglichkeiten, da sie generell milde 
Prozessbedingungen aufweisen, und zusätzlich, als additive Methode, das Aufbringen mehrerer 
Stoffe in interdigitierende Muster ermöglichen (Multiplexing). 

In meinem Vortrag werde ich die Grundlagen der wichtigsten rastersondenlithographischen 
Methoden einführen, ihre Vorteile und Limitationen diskutieren und einige Beispiele für die 
einzigartigen Anwendungsmöglichkeiten vorstellen. 
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